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Abstract (Aim, Use
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Contents)

我々のグループでは酸化物超セラミックスにナノ構造を導入することにより機能性
を向上させる研究に取り組んでいる。酸化物超伝導体に関しては、YBa2Cu3O7-y薄
膜にペロブスカイト型構造を有するナノロッドを導入し、臨界電流密度の向上を目
指している。一方、複合酸化物の耐照射性に関しては、高エネルギー重イオン照射
により誘起される準安定相の構造解析を行っている。これらの研究を遂行するにあ
たり、原子レベルの欠陥や結合状態に関する構造情報の取得が必要不可欠である。
試料の観察には透過電子顕微鏡を用いているが、機械研磨とイオンミリングにより
電子顕微鏡試料の作製を行っている。しかしながら、我々の最近の研究ではマイク
ロメータースケールに渡る観察が必要となってきている。例えば、高エネルギー重
イオン照射では表面から深さ10μmに渡って損傷が形成される。このため、イオン
ミリングでは観察に耐え得る良好な試料を得ることが困難である。本申請課題では、
集束イオンビーム加工装置による電子顕微鏡試料の作製を行った。

実験
Experimental

蛍石型類似構造を有するセラミックス材料にイオン照射を施した。得られた試料を
集束イオンビーム加工装置により断面電子顕微鏡試料に加工し、透過電子顕微鏡に
より観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Sc2O3-HfO2擬２元系状態図に存在する規則相にイオン照射を施した結果、菱面体
晶規則相が立方晶不規則相に変化することが確認された。電子回折図形中には蛍石
型不規則構造による基本格子反射に加え、特徴的な散漫散乱が確認された。状態図
中に存在する規則相の超格子反射の位置と散漫散乱の分布を比較した結果、δ相と
類似の構造を有するマイクロドメインが存在することが示唆された。
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